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(57) Abstract: Method of treating a chamber having refractory walls, in which: a treatment composition, comprising at least one
organosilicon compound and at least one hydrocarbide, is sprayed into said chamber, in the presence of oxygen; and said sprayed
treatment composition is heated, the spraying in the presence of oxygen taking place in the closed chamber in which the treatment
composition, in a predominantly liquid state, is atomized in the form of suspended particles, the method further including said at least
one organosilicon compound decomposing to form a colloidal silica aerosol in the closed chamber, an overpressure being established
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(57) Abrégé : Procédé de traitement d'une chambre a parois réfractaires, comportant une projection dans ladite chambre, en présence
d'oxygene, d'une composition de traitement comprenant au moins un composé organique de silicium et au moins un hydrocarbure,
et une élévation de température de ladite composition de traitement projetée, la projection en présence d'oxygene ayant lieu dans
la chambre fermée ou la composition de traitement, dans un état majoritairement liquide, est pulvérisée sous la forme de particules
en suspension, le procédé comprenant en outre une décomposition dudit au moins un composé organique de silicium avec forma-
tion d'un aérosol de silice colloidale dans la chambre fermée et établissement d'une surpression dans celle-ci et un étalement d'une
couche de silice colloidale sur les parois réfractaires avec, a la suite de ladite surpression, pénétration de la silice colloidale dans les

microfissures.
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“Procédeé de traitement de chambre a parois
réfractaires’.

La présente invention est relative a un procéde de
traitement d'une chambre a parois refractaires, comportant

une projection dans ladite chambre, en presence
d'oxygene, d'une composition de traitement comprenant
— au moins un compose organique de silicium formant une partie

majoritaire en poids de ladite composition et

— au moins un hydrocarbure capable, en presence doxygene, de
donner lieu, a une premiere temperature, a une reaction
exothermique, et

une éléevation de tempeérature de ladite composition de
traitement projetée jusqu’'a au moins ladite premiere température (voir
par exemple JP-O7-247189).

Les parois refractaires, qu'elles solent constituees de
briqgues ou d'un materiau monolithigue, montrent avec le temps des
signes de degradations, en particulier une augmentation de leur
permeabilité aux gaz et composes volatils. C'est notamment le cas des
parois de fours a coke, constituees de briques de silice, qui delimitent les
chambres de cokefaction et les carneaux de chauffage. Par fatigue
thermique et mecanique, un reseau de microfissures se cree au sein de
Ces parois, ce qui donne lieu a des passages de composes organiques
de la chambre de cokéefaction vers les carneaux, et de la vers la
cheminée (émission de composes organigues volatils — COV — dont |a

teneur limite est reglementee et controlee par les autorites).
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Comme ces microfissures ne sont pas reperables
iIndividuellement étant donné leur dimension, un traitement ou une
approche globale doit donc étre recherchee.

Dans la demande de brevet japonaise JP-O7-247189, on
decrit une réparation dun espace etroit d'une paroi refractaire en
projetant a cet endroit un melange de gaz silane et d'oxygene ou de gaz
contenant de l'oxygene, de maniere a former une courte flamme, ce
melange pouvant contenir une poudre de formation de refractaire ainsi
qguéventuellement en outre un hydrocarbure. Ce procede presente
I'inconvenient de faire usage d'un gaz silane hautement instable, et de
ce fait on imagine difficilement la possibilite de I'appliquer en pratique en
industrie, étant donne sa dangerosite (combustion explosive).

Dans l|le brevet européen EP-B-0708069, le procede
consiste a projeter sur la paroi réfractaire, a une temperature situee entre
500 et 1200°C, une suspension aqueuse comprenant en majorite Adu
silicate de sodium, un composé du lithium (hydroxyde ou carbonate de
Li), un borate de meétal alcalin et un compose de type organosilicate de
sodium soluble dans |I'eau. Par decomposition de ce dernier et reaction
avec les autres constituants, il se forme une couche fondue ou vitreuse a
la surface de la paroi réfractaire traitee, qui diminue sa permeabilite aux
gaz.

Par la demande de Dbrevet Internationale PCT
WO 03/076357 on connait aussi un procede d’'atomisation a sec d’'un
melange pulverulent comprenant des silicates de metal alcalin, des sels
alcalins (carbonate de Na ou de K), un agent durcisseur (borate de Na ou
acide borique) et un produit de finition (sulfate de Na). La couche vitreuse
ou ceramique ainsi produite ameliore l'etat de surface et est censee
obturer les fissures.

Pour que, par lun ou lautre de ces ftrois procedes
anterieurs, on parvienne a obturer I'entiereté du reseau des microfissures

developpees sur toute la surface des parois refractaires concernees
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(environ 100 metres carrés par chambre de four a coke !), il faudrait
realiser un travail considerable, particulierement long et difficile, surtout
aux endroits Inaccessibles. En effet, dans ces procedes, les seuls
endroits traites sont ceux effectivement atteints par le jet de projection et,
comme la position exacte des microfissures n'est pas detectable, un
traitement de la surface entiere s'impose. Le traitement s'effectue
toujours dans la chambre ouverte afin de permettre a l'opérateur de bien
visualiser 'emplacement de la paroi qui est a reparer et dorienter la
lance de projection au bon endroit.

Un traitement s'adressant, dans sa globalite, a toute la
surface concernee par ces microfissures n'est pas prevu dans lart
anterieur et Il est par consequent a rechercher.

On connait egalement des compositions de revétement a
base de diorganopolysiloxane (EP-A-0994158) ou de silsesquioxane et
de polysilazane (US-B-5776599) eventuellement dans un solvant
hydrocarboné qui sont destinees a étre appliguees a froid sur des
substrats, notamment des composants électroniques, puis chauffees
pour leur durcissement.

Pour resoudre les problemes precites presentes par les
parois refractaires de chambres de traitement, on a prevu suivant
I'iInvention de mettre en ceuvre un procede tel qu'indique au debut, dans
lequel

la projection en présence d'oxygene a lieu dans la chambre
fermee ou la composition de traitement, dans un etat majoritairement
liquide, est pulvérisée sous la forme de particules en suspension,
et en ce que le procede comprend en outre

pendant ladite reaction exothermique, une decomposition
dudit au moins un composé organique de silicium avec formation d'un
aerosol de silice colloidale dans |la chambre fermee et etablissement

d’'une surpression dans celle-ci et
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un etalement d'une couche de silice colloidale sur les parois
refractaires de ladite chambre avec, a la suite de ladite surpression,
penetration de la silice colloidale dans les microfissures des parois
refractaires.

Avantageusement, cette composition majoritairement
liquide est projetée sous pression dans un jet doxygene ou de gaz
contenant de I'oxygene a l'intérieur de la chambre a parois refractaires a
traiter de maniere a former une suspension de particules liquides a
I'interieur du volume de la chambre qui est a |'etat ferme. Cette projection
a lieu de preference alors que la chambre n'a pas ete refroidie ce qul
représente une économie notoire d'énergie. Ledit au moins un
hydrocarbure va, en présence de I'oxygene et a la temperature elevee de
la chambre, de préféerence d’au moins 800°C, donner lieu a une reaction
exothermique. Cette combustion va entrainer la decomposition du ou des
composes organiques de silicium avec formation dans la chambre
fermee d'un aerosol de silice colloidale et une elévation notable et rapide
de la pression dans celle-ci. L'aerosol de silice colloidale se répand alors
dans tout le volume de la chambre. Une partie de cette silice colloidale
se depose sur la surface des parois refractaires de la chambre et, par
'effet de la surpression qui y regne, une autre partie est entrainee dans
les microfissures et s'y depose jusqu a leur obturation. Le traitement est
donc global sur toute la surface des parois refractaires et dans toutes les
microfissures qui pourraient s'y trouver.

Par I'expression selon laquelle ledit au moins un composeé
organiqgue de silicium forme une partie majoritaire en poids de la
composition de traitement, Il faut entendre que la fraction pondérale du
ou des composes organiques de silicium est supérieure a celle de tout
autre constituant de la composition.

Par I'expression selon laquelle la composition de traitement
est pulverisee dans un etat majoritairement liquide, il faut entendre que

tous ses composants sont liquides ou que les composants liquides de
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cette composition forment une fraction pondeérale supérieure a celle de
tout autre composant de celle-ci. Avantageusement, |la composition sera
donc un liquide, mais elle pourra aussi se presenter sous la forme d'un
liqguide dans lequel des particules solides sont en suspension.

Suivant une forme de realisation de l'invention, ledit au
mMoIiNs un compose organique de silicium est au moins partiellement
soluble dans ledit au moins un hydrocarbure, de preféerence totalement
soluble.

Il est ainsi possible d'ajuster leurs proportions en fonction
des conditions de projection (viscosite du melange) et de combustion
(enthalpie) afin d'optimiser le rendement de formation a haute
temperature de la silice colloidale dans la chambre a traiter. Par haute
temperature, Il faut entendre de preference une temperature superieure a
800°C. De preference la viscosité cinematique de la composition suivant
’invention est inférieure ou égale & 100 ¢St (10° m2.s™).

Grace a la stabilite de I'aerosol de silice colloidale qu'elle
genere, cette composition suivant I'invention peut atteindre globalement
toutes les surfaces concernees a partir dun ou de quelques points de
projection selon 'ampleur du volume de la chambre ou du reacteur a
traiter, ce qui represente un gain de temps considerable (pertes de
production minimisées) et une certitude d'avoir atteint un maximum de
microfissures a obturer.

La quantite de meélange a mettre en ceuvre est nettement
reduite grace au haut rendement de la transformation en silice des
composeés organiques de silicium (par exemple la transformation de
diméthylsiloxane en silice= 80 % en poids) et grace au volume
spéecifigue éeleve de la silice colloidale obtenue, qui est compris
avantageusement entre 8 et 15 litres/kg.

La manipulation du mélange liquide a projeter, bien qu’il soit
iInflammable, est aisee et bien maitrisable. La projection peut se faire

dans la chambre fermee par un trou pratique par exemple dans la porte
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d’'acces. De preference on utilisera le trou de visite supérieur ou un trou
de chargement, qui existe habituellement dans les chambres a parois
refractaires notamment des fours a coke.

De preference, ledit au moins un composé organique de
silicium est choisi parmi le groupe constitue des silicones, siloxanes,
organosilicates et siloxysilicates a chaine linéaire, cyclique ou ramifiee,
substitues ou non substitues, polymerises ou non polymerises et de leurs
melanges.

Avantageusement, ledit au moins un composé organique de
silicium est substitue par au moins un groupement alkyle ou aryle. On
peut citer par exemple des huiles ou des résines de silicone, des
alkylsiloxanes, de preference du dimeéthylsiloxane, des cyclosiloxanes,
comme par exemple du decamethylpentacyclosiloxane, des
siloxysilicates, comme notamment du trimethylsiloxysilicate, ou encore
des organosilicates, comme du tetraethylorthosilicate.

Suivant une forme avantageuse de realisation de
'invention, ledit au moins un hydrocarbure est choisi parmi les
hydrocarbures aliphatigues ou aromatiques. On peut envisager
avantageusement des hydrocarbures aliphatigues a chaine lineaire ou
cyclique, en Cs et plus, en particulier en Cs a Cqo, par exemple de
I'nexane, du cyclohexane, de |'heptane, ou leurs melanges. Comme
hydrocarbures aromatiques, on peut citer par exemple du benzene, du
toluene, du xylene, ou leurs melanges.

La composition de traitement suivant l'invention peut en
outre comprendre au moins un additif courant dans le traitement des
substrats refractaires, par exemple un additif comme de la poudre de
talc, de la chaux, du kaolin ou encore de la fumeée de silice. Dans le cas
d'additif solide, Il se présentera avantageusement sous la forme de
particules en suspension dans la composition de traitement

majoritairement liquide.
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Une composition de traitement suivant I'invention comprend
avantageusement
a) 50 a 90 %, de preference 70 a 80 %, en poids dudit au moins un
compose organique de silicium,

b) 10 a 50 %, de preference 20 a 30 %, en poids dudit au moins un
hydrocarbure, et

c) 0a 20 % en poids d'au moins un additif courant pour le traitement
de substrats refractaires, tel que par exemple ceux cités ci-dessus,

la somme des pourcentages de a) a ¢) donnant 100 % en poids.

Le procedé suivant linvention de traitement ou de
reparation d'une paroil refractaire constituant tout ou partie dune
chambre ou dun réacteur Iindustriel consiste avantageusement a
projeter, a haute temperature, a l'‘aide dune buse datomisation
alimentée en un gaz comprime contenant de I'oxygene, une composition
de traitement combustible suivant I'invention. A la suite de |la combustion
du ou des hydrocarbures, le ou les composes organiques de silicium
decomposes generent un aerosol de silice colloidale qui se repand dans
tout le volume de la chambre fermee et se depose sur ses parois.

Ce depbt de silice colloidale, d'abord mince, finit par
prendre la forme d'un matelas a la surface de |la paroi réfractaire ou d'une
masse de bouchage poreuse dans les microfissures, dans lesquelles I
penetre sous l'effet de la surpression provoquee par la reaction
exothermique susdite dans un volume ferme.

Par gaz contenant de l'oxygene Il faut entendre un gaz
contenant uniquement ou partiellement de |'oxygene, comme de
'oxygene pur, de l'oxygene technique, des melanges d'oxygene et de
gaz neutre, ainsi que de l'air.

La premiere temperature susdite est de préeference
superieure a 800°C, avantageusement a 900°C.

Suivant un mode de realisation avantageux de lI'invention, le

procede comprend, apres ledit etalement, une elevation de tempeérature
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de la chambre a une deuxieme tempeéerature supérieure a la premiere
temperature susdite et une densification de ladite couche de silice
colloidale etalee. A cette deuxieme temperature, par exemple superieure
a 1000°C, de preference a 1100°C, le matelas de silice colloidale
commence a se densifier pour former un revétement plus mince et bien
adherent a la surface de la paroi refractaire; de méme, les bouchons
poreux dans les microfissures se consolident par densification.

Suivant un mode particulier de realisation du procéede
sulvant I'invention, les parois refractaires de la chambre separent celle-ci
d'un volume exterieur et le procede comprend en outre, pendant ladite
projection dans la chambre fermee, une amenee de ce volume exterieur
a une pression inférieure a celle de la chambre a parois réefractaires qui
favorise ladite peneéetration de silice colloidale dans lesdites microfissures.
La pénetration susdite est alors induite par la depression établie dans les
microfissures.

Ledit volume extérieur est frequemment constitue d'au
moins un compartiment de combustion, comme par exemple les
carneaux de chauffage des chambres de cokefaction des fours a coke, et
le procede suivant l'invention peut alors comprendre, avant ladite
projection, une amenee dudit au moins un compartiment de combustion a
une pression supeéerieure a celle de la chambre a parois réfractaires et
une inspection, dans celle-ci, d'une presence de flammeches provenant
dudit au moins un compartiment de combustion par l'interméediaire de
microfissures ftraversant lesdites parois refractaires. Cette eétape
prealable permet donc de verifier |'existence de microfissures
traversantes et la necessite ou l'urgence d'un traitement des parois
refractaires. Un processus identiqgue peut étre realise apres traitement
pour verifier I'efficacité de celui-ci, ce qui apparait sous la forme d'une

absence de flammeches apres traitement.
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L'invention est egalement relative a une utilisation d'une
composition de ftraitement dans un etat majoritairement liquide
comprenant

- au moins un composeé organique de silicium formant une
partie majoritaire en poids de ladite composition et

- au moins un hydrocarbure capable, en préesence
d'oxygene, de donner lieu, a une premiere temperature, a une reaction
exothermique,
pour le traitement de parois refractaires d'une chambre par projection de
cette composition dans cette chambre en presence d'oxygene.

La présente Iinvention va a present étre expliguee de
maniere plus détaillee a 'aide d’exemples donneés ci-dessous a titre non
limitatif.

Exemple 1 (exemple de comparaison)

Dans ce premier exemple, on a projeté dans la chambre
d'un four a 1000°C a l'aide d’'un pistolet a air comprimé une huile de
silicone pure de type dimethylsiloxane d'une viscosite de 350 cSt
(3,5.10% m2s™). L'aérosol de silicone projeté s’enflamme difficilement
dans I'atmosphere chaude de la chambre, méme en le projetant contre la
paroi refractaire du four. La formation de |'aerosol de silice colloidale
n'est pas reguliere et de faible rendement.

Exemple 2 (exemple de comparaison)

Dans les mémes conditions de projection que dans
'exemple 1, on a cette fois projeté un melange constitue de 50 % en
poids de triméthylsiloxysilicate (resine de silicone) et de 50 % en poids de
decamethylpentacyclosiloxane (huile de silicone) d'une viscosite de
450 cSt (4,5. 10* m2s™). La formation de I'aérosol de silice colloidale
n'est pas reguliere mais presente deja un meilleur rendement que dans le

premier exemple.
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Exemple 3

Dans les mémes conditions de projection que dans
'exemple 1, on a projete une composition constituee de 70 % en poids
de reésine de silicone (triméthylsiloxysilicate) et de 30 % en poids d’un
hydrocarbure aromatique (xylene), cette composition presentant une
viscosité de 10cSt (10°m2s™). La formation de I'aérosol de silice
colloidale est cette fois bien reguliere avec un bon rendement et une tres
bonne stabilite (pas de retombees); la silice colloidale ainsi formée vient
adhérer sur les parois du four et forme petit a petit une couche de
plusieurs mm d’epaisseur; de méme les fissures existant dans cette paroi
sont colonisees par cette silice jusqu’a obturation.

La temperature du four a ensuite etée éelevee jusqua
1200°C. Des 1050°C, la silice commence a fritter (densification), ce qui
conduit a la consolidation de la couche adhéerant aux parois et des
bouchons de silice comblant les fissures.

Exemple 4

La méme experience a éte réalisee dans une chambre de
four a coke. On a d'abord inspecte les parois de la chambre en forgant
les flammes a se former au niveau des fissures traversantes par une
mise en surpression des carneaux. Une fois les portes refermees, par un
orifice en bas de porte, on a realise a une temperature d'environ 950°C la
pulverisation de la composition de I'exemple 3 qui, par combustion, a
genere l'aerosol de silice colloidale et une brusque elevation de pression
a l'intérieur de la chambre. La silice colloidale s’est deposee comme
attendu sur les parois de la chambre, méme aux endroits les plus
eloignes et y compris dans les fissures traversantes. Pour favoriser le
phénomene de peénétration de la silice dans les microfissures on a en
outre mis en depression les carneaux pour créer un courant d'aspiration.
A la fin de l'opéeration, une remise en temperature de la chambre
(1100°C) pendant quelques heures a ete observee afin de permettre la

consolidation du depoOt de silice. La chambre a ensuite ete inspectee par



CA 02693089 2010-01-04

WO 2009/004051 PCT/EP2008/058561

10

15

20

2

30

_11 -
une remise sous pression des carneaux: 90 % des flammes ont été
supprimés par suite d'une obturation des fissures traversantes apres un
seul traitement; si necessaire un deuxieme traitement peut étre opere
pour parfaire le resultat ou bien, dans le cas d'une fissure a trop large
ouverture, un autre procede de reparation sera alors adopte.

Exemple 5

Comme dans I'exemple 4, on a projeté dans une chambre
de four a coke, portes fermées, le melange de I'exemple 3, mais cette
fois en utilisant de I'oxygene techniqgue comme gaz de pulverisation.

Cette maniere de proceder permet de pulvériser en continu
le meélange liquide tout en garantissant sa combustion totale et Ia
formation avec un rendement stoechiometrique de la silice colloidale.

Il avait en effet eéte remarque qu'en procedant comme dans
'exemple 4, c'est-a-dire par projection a l'air comprime, il peut arriver
guen fin de projection, la quantite d'oxygene disponible dans la chambre
pour la combustion devienne insuffisante, entrainant la formation de
residus carbones (suies) et d'une silice colloidale de moindre qualite.

Exemple 6

Pour disposer d'une plus grande fluidite en pulverisation, le
melange est cette fois constitué de tétraethylorthosilicate (TEOS) (70%)
et d’heptane (30%). Il est pulvérisé a l'air comprimé, comme dans
I'exemple 3, dans une chambre a 1000°C.

Grace a la pulverisation en tres fines gouttelettes, la
combustion est instantanee; le nuage de silice colloidale gagne tout le
volume de la chambre a traiter et s'infiltre dans les microfissures des
parois réfractaires.

Exemple 7

Pour accelérer la densification, voire la vitrification de la
surface traitee, le melange de I'exemple 3 a fait I'objet d’'un ajout de talc
(10%) et de kaolin (10%) finement broyeés, tenus en suspension dans le

melange liquide par agitation mecanique. Sa pulvéerisation a haute
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température dans la chambre a conduit a la formation d'un depot
uniforme de silice, qui se densifie plus facilement.
Il doit étre entendu que la préesente invention n'est en
aucune facon limitee aux formes et modes de realisation decrits ci-
5 dessus et que bien des modifications peuvent y étre apportees sans

sortir du cadre des revendications annexees.
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REVENDICATIONS
1. Procede de traitement d'une chambre a parois
refractaires, comportant
une projection dans ladite chambre, en présence

d'oxygene, d'une composition de traitement comprenant

— au moins un compose organique de silicium formant une partie
majoritaire en poids de ladite composition et

— au moins un hydrocarbure capable, en présence doxygene, de
donner lieu, a une premiere température, a une réaction
exothermique, et

une éelévation de température de ladite composition de
traitement projetée jusqu'a au moins ladite premiere temperature,

caracterisé en ce que la projection en presence d oxygene a
lileu dans la chambre fermee ou la composition de traitement, dans un
etat majoritairement liquide, est pulvéerisee sous la forme de particules en
suspension,

et en ce que le procede comprend en outre

pendant ladite reaction exothermique, une decomposition
dudit au moins un composé organique de silicium avec formation d'un
aerosol de silice colloidale dans |la chambre fermee et etablissement
d’'une surpression dans celle-ci et

un étalement d'une couche de silice colloidale sur les parois
refractaires de ladite chambre avec, a la suite de ladite surpression,
penetration de la silice colloidale dans les microfissures des parois
refractaires.

2. Procede suivant |la revendication 1, caracterise en ce qu'll
comprend, apres ledit etalement, une elevation de temperature de la
chambre a une deuxieme temperature superieure a la premiere
tempeéerature susdite et une densification de ladite silice colloidale qui a
ete etalee en couche sur les parois refractaires de la chambre et qui a

penétre dans lesdites microfissures.
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3. Procede suivant l'une des revendications 1 et 2,
caracterise en ce que les parois refractaires de la chambre séparent
celle-ci d'un volume exterieur et en ce que le procedé comprend en
outre, pendant ladite projection dans la chambre fermee, une amenee de
ce volume exterieur a une pression inférieure a celle de la chambre a
parois refractaires qui favorise ladite penetration de silice colloidale dans
lesdites microfissures.

4. Procéde suivant la revendication 3, caracterisé en ce
que ledit volume extérieur est constitué d’au moins un compartiment de
combustion et en ce que le procede comprend, avant ladite projection,
une amenee dudit au moins un compartiment de combustion a une
pression supeéerieure a celle de la chambre a parois réfractaires et une
Inspection, dans celle-ci, d'une presence de flammeches provenant dudit
au moins un compartiment de combustion par lintermediaire de
microfissures traversant lesdites parois refractaires.

5. Procede suivant 'une quelconque des revendications 1 a
4, caracterise en ce que ledit au moins un compose organique de silicium
est au moins partiellement soluble dans ledit au moins un hydrocarbure.

6. Procede suivant 'une quelconque des revendications 1 a
5, caracterisé en ce que ledit au moins un composé organique de silicium
est choisi parmi le groupe constitue des silicones, siloxanes,
organosilicates et siloxysilicates a chaine linéaire, cyclique ou ramifiee,
substitués ou non substitues, polymerisés ou non polymerises, et de leur
melange.

/. Procede suivant 'une quelconque des revendications 1 a
0, caractérise en ce que ledit au moins un compose organique de silicium
est substitué par au moins un groupement alkyle ou aryle.

8. Procede suivant 'une quelconque des revendications 1 a
/, caracterisé en ce que ledit au moins un hydrocarbure est choisi parmi

les hydrocarbures aliphatiques ou aromatigues.
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9. Procede suivant la revendication 8, caractérisé en ce
que ledit au moins un hydrocarbure est choisi parmi le groupe constitué
de 'nexane, du cyclohexane, de I'heptane, du benzéne, du toluéne, du
xylene et de leurs mélanges. .

10. Procede suivant l'une quelconque des revendications 1
a 9, caracterise en ce que ladite composition de traitement comprend en
outre au moins un additif courant dans le traitement des substrats
refractaires.

11. Procedé suivant 'une quelconque des revendications 1
a 10, caractérise en ce que la composition de traitement comprend
a) 50 a 90 % en poids dudit au moins un composé organique de

silicium,
b) 103 50 % en poids dudit au moins un hydrocarbure, et
c) 0O0a?Z20 % en poids d'au moins un additif courant pour le traitement
de substrats réfractaires,

la somme des pourcentages de a) a ¢) donnant 100 % en poids.

12. Procedé suivant 'une quelconque des revendications 1
a 11, caracterisée en ce que la composition de traitement présente une
viscosité cinématique inférieure ou égale a 100 ¢St (10* m2s™).
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